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(54) 수성 화학발광 시스템

요약

내용 없음.

명세서

[발명의 명칭]

수성 화학발광 시스템

[발명의 상세한 설명]

본  발명은  화학발광을  발생하는,  즉  화학반응에  의해  300-1000  나노메타  파장에서  전자가  방사선을 
발생하는 신규방법 및  조성물에 관한 것이다.  좀  더  특히 본  발명은 수용액 및  유탁액중에서 화학발
광을 내는 신규방법 및 조성물에 관한 것이다. 

형광물질  존재하에  수성계중에서  옥살산의  에스테르나  아미드를  과산화수소  공급원과  반응시켜 화학
발광을  발생시키는  것은  미합중국  특허  제  4,053,430호  및  제  4,282,357호에  공지되어  있다.  그러나 
이들 시스템은 방출강도 및 방출 효율이 낮으며 따라서 좀 더 높은 방출 강도, 광용량 및 방출 효율
을 가진 수성화학 발광조성물이 요구되게 되었다. 

본  발명에  따라,(a)  수용성  반응체,  (b)  약  300-1000  나도메타  범위에서  스펙트럼방출을  나타내는 
수용성  유기  형광물질  및  (c)  계면활성제를,   과산화수소와  반응하여  높은  화학발광을  발생할  수 있
는 비율로 함유하는 수용액으로 구성된 화학발광방출을 발생하는  조성물이 제공된다. 

본  발명에  따라,  또한  (a)  수용성  반응체,  (b)  약  300-1000  나노메타  범위에서  스펙트럼방출을 나타
내는  수불용성  유기  형광물질과  (c)  계면활성제의  수중유  유제로  구성되며  이들이  과산화수소와 반
응하여  높은  화학발광을  발생할  수  있는  비율로  되어  있는,  화학발광을  발생하기  위한  조성물이 제
공된다. 

본  발명에  따라,  또한  (a)  수용성반응체,  (b)  과붕산나트륨,  과붕산칼륨,  탄산나트륨  퍼옥시수화물 
및  히스티딘  과수화물로  구성된  군으로  부터  선택된  고형의  과산화수소공급원,  (c)  약  300-1000 나
노메타에서  스펙트럼방출을  나타내는  고형수용성  형광물질  및  (d)  계면활성제의  무수  혼합물로 구성
되며  이들이  물에  첨가될때  높은  화학발광을  발생할  수  있는  비율로  되어  있는,  화학발광을 발생하
기 위한 조성물이 제공된다. 

상기한 조성물 모두에서 반응체는 옥살산의 수용성 에스테르나 아미드인 것이 바람직하다.

본  발명은  또한  상기  언급한  조성물  유효량을  과수산화수소  수용액  또는  과산화수소공급원에 첨가함
으로써 화학발광을 발생시키는 방법의 제공에 관한 것이다. 

계면활성제를  사용하지  않은  방법이  약  0.7-1.5%의  양자수율을  갖는데  비해,  본  발명의  방법은  약 
1-8%의 양자수율을 산출한다. 
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본  발명은  수성화학발광시스템은  광범위하게  사용되며  특히  집이나  고속도로나  바다에서  비상등을 
제공하는데 유용한 향상된 광 방출을 제공한다. 

화학발광성  반응혼합물은  형광화합물  및  계면활성제  존재하에  과산화수소  또는  과산화수소  공급원과 
반응하여  광을  발생하는  수용성   반응체를  함유한다.  바람직한  반응체는  옥살산의  수용성  에스테르 
또는 아미드이다. 

본 발명에 사용될 수 있는 적합한 옥살산의 수용성 에스테르는 미합중국 특허 제 4,053,430호
(Mohan)에 기술되어 있다. 

옥살산의  적합한  수용성  에스테르에는  예컨대  하기  화합물들의  디하이드로  클로라이드, 디하이드로
브로마이드,  디하이드로플로라이드,  디(트리플로로메탄)설포네이트,  디메탄설포네이트, 디-p-톨루엔
설포네이트,  디메토설페이트  및  디  4급  암모늄염이  포함된다; 비스{2,6-디클로로-4-[(2-디메틸아미

노에틸)메틸설파모일]페닐}옥살레이트, 비스{2,4-디클로로-6-[(2-디메틸아미노에틸)메틸설파모일]페
닐}옥살레이트,  비스{2-클로로-4-[(2-디메틸아미노에틸)메틸설파모일]페닐}옥살레이트, 비스{2-브로

모-4-[(2-디메틸아미노에틸)메틸설파모일]페닐}옥살레이트,비스{2.6-디브로모-4-[(2-디메틸아미노
에틸)메틸설파모일]페닐}옥살레이트, 비스{3-플로로-4-[(2-디메틸아미노에틸)메틸설파모일]페닐}옥

살레이트,  비스{2,4-디브로모-6-[(2-디메틸아미노에틸)메틸설파모일]페닐}옥살레이트, 비스{2-플로
로-4-[(2-디메틸아미노에틸)메틸설파모일]페닐}옥살레이트.

옥살산의  바람직한 수용성에스테르는 
비스{2.4-디클로로-6-[(2-디메틸아미노에틸)메틸설파모일]페닐}옥살레이트의 디하이드로클로라이드

이다. 

본  발명의  방법  및  조성물에  사용될  수  있는  적합한  옥살산의  수용성  아미드는  미합중국  특허  제 
4,282,357호(Tseng and Rauhat에 의해)에 기술되어 있다. 

적합한   옥살산의  수용성  아미드에는  예컨데  하기  화합물들의  디하이드로클로라이드, 디하이드로브
로마이드,  디하이드로플로라이드,  디(트리플로로메탄)설포네이트,  디메탄설포네이트, 디메토설페이
트  및  디테트라플로로보레이트가  포함된다  ;  N,N' -비스(2-몰폴리노에틸)-N,N'-비스-(트리플로로메

틸설포닐)옥사미드,  N,N'-비스(3-몰폴리노프로필)-N,N'  -비스-(트리플로로메틸설포닐)옥사미드, 
N,N'-비스[2-(2-피리딜)에틸]-N,N'-비스-(트리플로로메틸설포닐)옥사미드, N,N'-비스[3-(2-피리딜)

프로필]-N,N'-비스-(트리플로로메틸설포닐)옥사미드,  N,N'-비스(6-몰폴리노헥실)- N,N'-비스-(트리
플로로메틸설포닐)옥사미드, N,N'-비스[2-(4-피리딜)에틸]-N,N'-비스(트리플로로메틸설포닐)옥사미

드, N,N'-비스[5-(3-피리딜)펜틸]-N,N'-비스-(트리플로로메틸설포닐)옥사미드.

바람직한  수용성옥사미드는 4,4'-{옥살릴비스[[(트리플로로메틸)설포닐]이미노]에틸렌}비스(4-메틸
몰폴리늄 트리플로로메탄설포네이트)이다.

본  발명의  화학발광조성물에  유용한  수용성  형광화합물은  300-1000  나노메타에서  발광스펙트럼 최대
치를  가지며  과산화수소화합물이나  옥살산의  아미드  또는  에스테르와  접촉시  반응하지  않는 화합물
로서  넓게  정의내릴  수  있다.  수용성  형광물질은  음이온성,  양이온성이거나  또는  비이온성일  수 있
다. 

적합한  형광물질에는  예컨대  하기와  같은  것이  포함된다.  ;  설폰화  5,6,11,12-테트라페닐  나프타센 
나트륨염,  4-메틸-4-[2-[1-옥소-4-(1-피레닐-부톡시]에틸]-몰폴리늄  메틸  설페이트, 4,4'-[9,10-안
트라센디일비스(1,2-에탄디일)]-비스벤젠셀폰산  이나트륨염, 4,4'-(9,10-안트라센디일비스(1,2-에탄
디일)]-비스벤젠메탄올비스(모노나트륨  설페이느),  4,4 -[9,10-안트라센디일비스(1,2-에탄디일)]-비
스벤젠카복실산  이리튬염,  4,4  -  [6,12-디페닐-5,11-테트라센디일비스(4,1-페닐렌메틸렌)]비스 (4-

메틸몰폴리늄  메틸설페이트),  4,4'-[6,12-디페닐-5,11-테트라센디일비스(4,1-페닐렌메틸렌)]비스 
(4-트리플로로메틸몰폴리늄  트리플로로메틸설페이트), 2,8-비스[(3,6,9-트리옥사데실)옥시]-5,11-비

스[(3,6,9-트리옥사데실)옥시]페닐]-6,12-디페닐나프타센.

본  명세서에서  설폰화루  브렌으로  지칭되는  바람직한  수용성  형광물질은  설폰화 5,6,11,12-테트라페
닐나프타센의 나트륨염들의 혼합물이다. 

수용성이  아닌  적절한  형광물질에는  예컨대  하기와  같은  화합물들이  포함된다; 5,6,11,12-테트라페
닐나프타센,  9,10-비스(페닐에티닐)안트라센, 5,12-비스(페닐에티닐)테트라센, 
9,10-디페닐안트라센,  페닐렌,  피렌,  1-클로로-9,10-비스(페닐에티닐)-안트라센, 5,12-비스(페닐에
티닐)테트라센,  9,10-디페닐안트라센,  페닐렌,  리렌,  1클로로-9,10-비스(페닐에티닐)-안트라센, 2-
클로로9,10-비스(페닐에티닐)-안트라센,  1,5-디클로로9,10-비스(페닐에티닐)-안트라센, 1,8디클로로
9,10-비스(페닐에티닐)-안트라센,  1-브로모-9,10-비스(페닐에티닐)-안트라센, 1-플로로-9,10-비스

(페닐에티닐)-안트라센,  2-메틸-9,10-비스(페닐에티닐)-안트라센,   플로레세인,  로다민, 2,3-벤즈안
트라센,  5.11-비스[4-(n-헥?0페닐]-6,12-디페닐-나프타센,  5,11-비스[4-(n-도데실_페닐]-6,12-디페

닐-나프타센, 5,11-비스[4-(2,5,8,11,14,17-헥사옥타데스-1-일)페닐]-6,12-디페닐-나프타센,

화학발광반응  혼합물은  본  명세서에서  계면활성제로  지칭되는  양이온성,  음이온성  및  비이온성 계면
활성제를  약  0.1-5중량%  함유하는데,  이들은  과산화수소에  의해  신속히  산화되지  않는다.  여기서 사
용된  "계면활성제"란  용어는  액체의  표면장력이나  두액체간의  계면  장력을  저하시키는  물질로 정의
된다.

적합한  계면활성제에는  예켄대  하기의  것들이  포함된다  ;  노니펜옥시  테트라  에톡시에탄올, 노닐펜
옥시헥사  에톡시에탄올,  노닐펜옥시  헵타  에톡시에탄올,  노닐펜옥시  노나에톡시에탄올,  노닐펜옥시 
데카에톡시에탄올,  옥틸펜옥시  노나에톡시에탄올,  이소옥틸펜옥시  데카에톡시에탄올,  트리메티로닐 
폴리에틸렌글라콜에테르,  나트륨  도데실설페이트,  나트륨  디아밀  설포석시네이트,나트륨  디헥실 설
포석시네이트,  나트륨  비스(2-에틸헥실)  설포석시네이트,  나트륨  비스(트리데실)설포석시네이트, 이
나트륨  N-옥타데실설포석시나메이트,  나트륨  2-에틸헥실설페이트,  나트륨  헵타데실설페이트, n-도데
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릴트리메틸암모늄 클로라이드.

반은혼합물은  분자당  약  4-15개의  옥시에틸렌기를  함유하는  노닐펜옥시폴리에톡시에탈올인  비이온성 
계면활성제를 0.75-3.5중량% 함유하는 것이 바람직하다. 

옥살산에스테르  또는  아미드의  초기  몰농도(용액  l당  몰수)는  상당히  다양하다.  화학발광을  얻기에 
충분한 농도로 존재하는 것이 필요하다. 초기 몰농도는 10 -5, 바람직하게는 약 10 -1.0범위이다. 

사용된 형광화합물의 몰농도는 약 10 -1이며, 약 10 -10 인 것이 바람직하다. 

사용된  과산화수소  화합물의  초기  몰농도는  약  10  -10.0범위이며,  10  -4.0인  것이  바람직하다. 옥살
산아미드나 에스테르에 k 과산화수소의 몰비는 약 0.5-100, 바람직하게는 약 20-60이다. 

본  발명의  화학발광조성물의  성분들은  화학발광을  소망할때까지  분리해서  두어야하며,  이들은 일단
계로  또는  일련의  낙계로  혼합될  수  있다.  성분들의  혼합순서는  보통  결정적인  사항은  아니다. 과산
화수소  화합물,  계면활성제  및  형광물질을  물에  용해시킨  후  여기에  고체상태의  또는  적합한  불활성 
희석제중의  옥살산에스테르  또는  아미드를  첨가하여  화학발광을  개시한다.  또한  옥살산에스테르나 
아미드,  계면활성제  및  형광화합물을  물에  녹인  후  과산화수소  화합물을  여기에  첨가하여 화학발광
을  개시할  수  있다.  임의로  관산화수소  화합물의  수용액을  옥살산에스테르나  아미드,  계면활성제, 
형광화합물의 고형혼합물에 첨가하여 화학발광을 개시할 수도 있다. 

적합한  혼합물은  예컨대  하기와  같은  것을  함유한다  ;  13.23중량%의  4,4 -[옥살릴비스(트리플로로메
틸설포닐)이미노  에틸렌]비스[4-메틸-몰폴린늄  트리플로로메탄설포네이트],  2,12중량%의 설폰화류브

렌, 2,65중량%의 테르기톨(Tergitol) 비이온성 계면활성제 NP-13 및82.00중량%의 과웁산나트륨.

만일형광화합물이  루브렌과  같이  수불용성인  경우,  이것을  사이클로헥산과  같은  적합한  불활성 수-
혼화성  유기용매에  용해시킨  후  이용액을  과산화  수소  공급원,  유효량의  계면활성제  및 수용성반응
체의 수성혼합물에 첨가하여 화학발광을 방출시킬 수 있다. 

본  발명  조성물  및  방법에  사용된  과산화수소  공급원은  그자체가  과산화수소  수용액이거나  또는 과
분산나트륨,  과산분산칼륨,  탄산나트륨  퍼옥시수화물,  히스티딘과수화물과  같은  과산화수소 산출화
합물일 수 있다. 

약 3.0  내지 약 8.4의 반응매체의 pH  변화로써 양자수율이 pH에 따라 달라짐을 알 수 있다. 최대 양
자수율은 pH 3에서 얻어진다. 

화학발광의  우수한  강도는  발광을  내는  최종혼합물이  -10℃  내지  50℃,  바람직하게는  약  15  C-40 C
의 온도로 유지될 때 얻어진다. 

본  발명은  하기  실시예에  의해  좀  더  상세히  설명되며,  여기서  l당  몰농도는  분자  M으로  표시했다. 
모든  부와  퍼센트는  특별한  언급이  없는  한  중량기준이다.  모든  실시여에서  사용된  과산화수소 수용
액은 1.75몰/ 의 과산화수소 및 반응을 촉매화하는 0.0012몰/ 의 살리실산나트륨을 함유한다. 

[실시예 1]

[설폰화루브렌의 제조]

루브렌(10.0g,0.0188몰)의 염화메틸렌(250ml)중 슬러리를 교반하고, 빈수욕중에서 0-5 C로 
냉각했다.  교반된  슬러리에  삼산화유황(4.1g,0.0513몰)의  염화메틸렌(50ml)중  용액을  90분에  걸쳐 
첨가했다.  첨가가  끝난후  결과  생성된  반응  혼합물을0-5  C에서  1시간  동안  교반하고  물(250ml)중의 
탄산나트륨(11.7g;0.11몰) 용액에 첨가했다. 

결과  생성된  혼합물을  교반하고  아르곤  기류하에서  80  C로  가열하여  염화메틸렌을  제거하고 여과지
로  여과했다.  결과얻은  여액를  아르곤  기류하  증기욕상에서  증발시키고  결과의  고체를  건조한  후 속
실렛  추출기내에서  메탄올(300ml)로  18시간  동안  추출했다.  추출용매를  진공하에  증발시켜  고형 생
성물 11.3g을 얻었다. 

[실시예 2-3]

0.3540g의  비이온성  폴리에테르알콜(DECRESOL  계면활성제  NI  Cinc.  ;  아메리칸  시안  아미드 템패
니)을  함유하는  과산화수소(10ml)수용액을  제조하고,  그  일부(2.6ml)를  실시예  1의  생성물 0.0165g
과  이후  METQ로  언급되는  혼합물을  함유하는  쿠베트에  첨가했다.  물질들을주위온도에서  완전히 혼합
하여  0.01M  농도의  실시예  1의  생성물과  초기농도  0.0404M의  METQ로  된  반응혼합물을  얻었다. 발광
강도는  드라이아이스  냉각하에  1300V에서  작동되는  비화칼륨  광전음극을  가진,RCA  C  31034 광배율기
와 쟈렐-애쉬 모젤 82-410 최절격자단색발광기로 년경된 로버트와 허트[Appl.Spectrosc, 
21,250,(1967)]에  의해  기술된  것과  유사한  분광광량계-형광계를  사용하여  최대방출파장에서 측정했
다.  원데이타는  휴렛-팩카드  5150A  열프린터아라에  수치로  기록된다.  표준  텅스텐  램프에  대한 눈금
더욱정으로  스팩트럼응답을  보정했다.  절대광강도는  멜휘쉬[N.Z.S챠,  Tech.  B,37,  142(1955)]에 의
해  보고된  바와같이  0.1NB  SO  중  황산퀴닌에  대한  허용형광  양자수율(0.55)를  근거로  하여  눈금 검
정  상수를  유도하고,  여곽와의  훼리  옥살레이트  화학광량법(Hatchard  et  al.,  Prdc.R.Soc.  London, 
Ser, A,235,518(1956))에 의해 산출해냈다. 

광용량(광력  루멘시간/방상용액   )  은  미합중국  특허  제  3,816,326호에  기술된  바와  같이  화학발광 
밝기 및 수명에 대한 것이다. 

화학발광페센트  양자슈율(반응체E/M×100)은  최대  방출에서의  강도웁괴를  모니터하고  매시간 간격에
서의강도(E/sec)를  화학발광  스펙트럼으로부터  산출하여  계산했다.  이어  화학발광  스팩트럼을 강도
붕괴에  대해  보정한다.  웁괴곡선하의  총면적은  심프슨의  적분법과  로버느와  허트에  의해  기술된 무
한대까지의  지수외삽법을  함께  이용하여  계산한다.  데이터는  Digital  Epyipment  Corp의  P에-11/40 
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컴퓨터에 의해 처리된다. 

계면활성제를  사용하지  않는  비교시험  역시  위와  같은  얼만  으로  수행했다.  얻어진결과를  각기 실시
예 2와 3으로 나타냈다. 

상기  결과로  부터  계면활성제를  함유하는  조성물이  광용량과  양자수율면에서  우수한  것으로 나타났
다. 

[실시예 4]

데세레솔,  NI  Conc.  대신  음이온성  계면활성제(에어로솔,  OT-75%  :  아메리킨시안아미드  컴패니) 
0.2253g을  사용하는  것외엔  기타  상세한  모든  것은  실시예  2의  과정을  따랐다.  산출된  결과는 다음
과 같다.  :

최대(nm)         570

광용량            32

퍼센트 양자수율    3,52

[실시예 5]

데세레솔  NI  Conc.  대신  양이온성  계면활성제인  n-도데실트리메틸암모늄  클로라이드  0.1g을 사용하
고,  METQ의  초기농도를  0.0394M로  하기  위해  METQ  0.0906g을  사용한  것을  제외하고는  실시예  2의 과
정을 따라 실시했다. 결과는 다음과 같다.

최대(nm)        585

광용량             9.4

퍼센트 양자수율    1.12

[실시예 6-7]

계면활성제 0.2615gdmf 사용하고, 용액을 트리나트륨 8-하이드록시-1,3,6-피렌트리설포네이트
(0.0093g)과  METQ(0.0906g)을  함유하는  쿠베트에  첨가하여  0.0068M  농도의  트리나트륨 8-하이드록시
-1,3,6피렌  트리설포네이트  0.0394M의  초기  농도  METQ를  제공하는  것을  제외하고는  실시예  2의 방법
에  따라  본  시험을  실행했다.  계면활성제  없이  또한  비교  시험을  했다.  산출된  결과를  각기  실시예 
6과 7로 나타냈다.

 

 상기  결과로부터  계면활성제  없는  유사조성물과  비교시  계면활성제를  함유하는  조성물응  2배 이상
의 양자 수율고 광용량을 갖는 것으로 나타났다. 

[실시예 8-15]

과산화수소  수용액(2.8ml)를  실시예  1의  생성물  0.0178g,  METQ  0.10g,  계면활성제  0.022g을 함유하
는  쿠베트에  첨가하여  실시예  1의  생성물  0.01M  농도와  METQ  초기농도  0.0404M을  얻었다.  얻어진 결
과를 표 1에 나타냈다. 

[표 1]

상기 결과로부터 비이온성 계면활성제의 성능이 우수한 것을 알 수 있다.
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[실시예 16-17]

과산화수소  수용액(2.8ml)를  실시예  1의  생성물  0.0178g,  데세레솔  계면활성제  NI  Comc  0.022g, 
2,2-[옥살릴비스[[((트리플로로메틸설포닐)이미노}에틸렌]비스[1-메틸-피리디늄 트리플로로메탄설포

네이트]  0.0982g를  함유하는  쿠베트  첨가하여  농도  0.01M의  실시예  1의  생성물과  초기농도 0.0394M
의 반응체를 얻었다. 계면활성제 없이 비교실험을 하였다. 얻어진 결과를 하기에 표시했다. 

[실시예 18]

과산화수소  수용액(2.3ml)를  실시예  1의  생성물  0.0178g,  METQ  0.1g,  사이클로헥산  0.5ml,  데세레솔 
계면활성제  NI  Conc  0.0221gdmf  함유하는  쿠베트에  첨가하였다.  물질을  주위온도에서  완전히 혼합하
여  초기농도  0.0404M의  KETQ와  농도  0.01MDML  실시예  1의  생성물을  얻었다.  얻어진  결과는  다음과 
같다 ;

최대(nm)             585

광용량               39

퍼센트 양자수율      4.32

[실시예 19]

실시예  1의  생성물을  류브렌  0.0149g으로  대치하는  것을  제외하고는  실시예  18의  과정을  따았다. 얻
어진 결과는 하기와 같다 :

최대(nm)          590

광용량              59

퍼센트 양자수율      6.25

[실시예 20]

4-메틸-4-[2-[1-옥소-4-(1-피레닐)-부톡시]에틸]몰폴리늄 메틸설페이트의 제조

디메틸설페이트(6ml  :  0.063M)을  0  CDPTJ  4-[2-[1-옥소-4-(1-피레닐)-부톡시]에틸]몰폴린(2.64g  : 
0.006M)의  무수  아세톤(50ml)중  용액에  적가어떻고  결과생서된  반응혼합물을  50  C에서  1.5시간동안 
가열했다.  반응  혼합물을  주위온도로  냉각하고  여과하여  바라는  화합물의  침전물  2.28g을  회수한후 
진공 오본에서 건조하였다. (융점 115-117 C)

C H N O S의 분석

이론치 : C ; 63.74%, H ; 6.30%, N ; 2.65%

실측치 : C ; 63.27%, H ; 6,26%, N ; 2.38%

[실시예 21-22]

실시예  1의  생성물을  4-메틸-4-[2-[1-옥소-4-(1-피레닐)부톡시]에틸]몰폴리늄  메틸설페이트 0.0148g
로  치환하는  것를  제외하고는  실시예  8의  과정을  따랐다.  계면활성제없이  비교시험을  수행했다. 얻
어진 결과는 하기와 같다 :

[실시예 23-24]
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과산화수소용앵(2.8ml)를  실시예  1의  생성물  0.0178g, 비스{2,4-디클로로-6-[(2-디메틸아미노에틸)
메틸설파모일]페닐}옥살레이트  디하이드로틀로라이드  0.0859g,  데세레솔  계면활성제  NI  C  0.221g을 
함유하는  쿠베트에  첨가했다.  물질들을  주위온도에서  완전히  혼합하여  초기농도  0.04M의 비스{2.6-

디클로로-6-[(2-디메틸아미노에틸)메틸설파모일]페닐}옥살레이트  디하이드로클로라이드와  농도 
0.01M의 실시예 1의 생성물을 얻었다. 계면활성제없이 비교시험을 수행했다. 그결과는 하기와 같다.

 

[실시예 25]

화학발광에  대한  계면  할성제  효과의  정성시험은,  과산화수소  수용액  2.6ml을  실시예  1의  생성물 
0.0165g  및  비스(2,3,6-트리클로로-4-설포페닐)옥살레이트의  비스(테트라메틸암모늄)염  0.1963gdmf 

혼합하여  화학발광을  개시함으로써  수행된다.  혼합물에  데세레솔  NI  Conc  0.1031g을  첨가하면   발광
강도가 크게 향상된다. 

[실시예 26]

실시예  1의  생성물  0.04g,  METQ  0.25,  데세레솔  계면활성제  NI  Conc  0.05g  및  과붕낫나트륨  1.55g을 
50ml  비이커  중에서  혼합하여  고형혼합물을  제조한다.  비이커에  물(10ml)을  첨가하면  즉시  강한 황
색-오렌지색광을 방출한다. 

[실시예 27]

데세레솔,  계면활성제  NI  Conc  대신에  0.05g의  테르기톨,  비어온성  계면활성제  NP-13(유니온 카바이
트  코프레이션)을  사용하는  것을  제와하고는  기타  상세한  것은  실시예  26의  과정에  따랐다.  유사한 
결과가 얻어졌다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

a)과산화수소와  반응하여  광을  발생하는  수용성  반응체,  b)  300-1000  나노메타에서  스펙트럼발와을 
나타내는  수용성  또는  수분산성  유기형광물질  및,  c)계면활성제를  과산화수소와  반응하여  높은 화학
발광을 낼 수 있는 비율로 함유하는 수용액으로 구성되는, 화학발광 발생을 위한 조성물.

청구항 2 

a)  과산화수소와  반응하여  광을  발생하는  수용성  반응체,  b)  300-1000  나노메타에서  스펙트럼발광을 
나타내는  수용성  또는  수분산성  유기형광물질,  c)  계면활성제  및  d)  관붕산나트륨, 과분산칼륨,탄산
나트륨퍼옥시수화물,  및  히스티딘과수화물로  구성된  군으로부터  선택된  고형과산화수소  공급원을, 
이들이  과산화수소와  반응하여  높은  화학발광을  발생할  수  있는  비율로  함유하는  무수  혼합물을 물
에 첨가함으로써 화학발광반응을 일으키는 성분들의 무수혼합물.

청구항 3 

제 1항에 있어서, 상기한 형광물질이 설폰하루브렌인 조성물.

청구항 4 

제 1항에 있어서, 계면활성제가 비이온성 계면활성제인 조성물.

청구항 5 

제 2항의 무수혼합물을 물에 분산시키는 것으로 구성되는 화학발광 발생 방법.

청구항 6 

제  1항의  조성물응  수용액  상태의  과산화수소  또는  과산화수소  공급원과  혼합하는  것으로  구성되는 
화학합광 발생 방법.
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